
光学活性アミン合成に有用な
不斉水素化ルテニウム触媒

利用例

特長 • ケトンを還元的アミノ化で高収率、高エナンチオ選択的にアミンに変換
• 1,3-ジカルボニル化合物を高収率、高エナンチオ選択的にアルコールに変換
• 高い触媒回転数

高砂香料工業株式会社とのタイアップにより製品化しました。segphos®は高砂香料工業株式会社の登録商標です。

 

 

  

Ar =

Ar   =

Me

Me

N1023 (0.13 mol%)
H2 (30 bar)

ammonium salicylate

EtOH, 90 oC

OBn

O

NH2O

OBn

O

OO

N1022 (0.1 mol%)
H2 (30 atm)

EtOH, 60 oC

OMe
H
NPh

O

OMe
H
NPh

O

(S)-form

ClAr2
P

P
Ar2

Ru
Cl

Ar2
P

P
Ar2

RuCl
Cl

Cl

[NH2Me2]

O

O
O

O

O

O

O

O
[NH2Me2]

(R)-form

ClAr2
P

P
Ar2

Ru
Cl

Ar2
P

P
Ar2

RuCl
Cl

Cl

O

O
O

O O

O
O

O

200mg / 1g [N1022]

200mg / 1g [N1023]200mg / 1g [N1024]

[NH2Me2][(RuCl((S)-segphos®))2(µ-Cl)3]

[NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos®))2(µ-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos®))2(µ-Cl)3]

引用文献   G. F. Busscher et al., Terahedron: Asymm. 2010, 21, 1709.  https://doi.org/10.1016/j.tetasy.2010.04.013

引用文献  M. Imanishi et al., J. Med. Chem. 2008, 51, 4804.  http://doi.org/10.1021/jm800222k
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本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外
の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合
があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。
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利用例

光学活性アミン合成に有用な不斉水素化ルテニウム触媒

ルテニウム-BINAP錯体

 
[NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(μ-Cl)3]
  1g  [N1016]

[NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(μ-Cl)3]
  200mg  [N1015]

Ar =

 

 
[NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(μ-Cl)3]
  200mg / 1g  [N1020]

[NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(μ-Cl)3]
  200mg  [N1019]
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引用文献 P. Walleser, R. Bruckner, Org. Lett. 2013, 15, 1294.
 https://doi.org/10.1021/ol400232m
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[NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(μ-Cl)3]
  200mg / 1g  [N1018]

[NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(μ-Cl)3]
  200mg / 1g  [N1017]

Ar = Me

TCI 不斉水素化上記以外の化合物についても取り揃えています。各製品の詳細はTCI のウェブサイトで 
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